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摘要(译)

提供了一种具有高成品率的高灵敏度超声换能器。 超声波换能器包括：
空腔层；位于空腔层上方和下方的一对电极；设置在一对电极中的每个
上方和下方的绝缘层；以及在垂直方向上穿透至少一部分的填充孔。 绝
缘层位于空腔层上方。 当从上方观看超声换能器时，一对电极中的每个
电极在与嵌入孔重叠的位置处包括未形成电极的非电极区域。
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